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Hauptvorträge

K 1.1 Mo 14:00–14:30 HS 4 Physikalische Messung am Beispiel von Photo und Film — ∙Rudolf Germer
K 3.1 Mo 16:30–17:00 HS 4 Excimer-Lichtemission doppelt ionisierter Ar-Kr Moleküle — Alexey Tres-

hchalov, Alexander Lissovski, ∙Andreas Ulrich
K 4.1 Di 11:15–11:45 HS 4 Kurzpuls-Scheibenlaser hoher mittlerer Leistung bei hoher Pulsenergie —

∙Ingo Will, Johannes Tümmler, Robert Jung, Thomas Nubbemeyer, Do-
minik Kandula, Wolfgang Sandner

Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYOS
Das vollständige Programm dieses Symposiums ist unter SYOS aufgeführt.

SYOS 1.2 Di 11:10–11:50 HS 2 Plasma und optische Technologien: PluTO — ∙Norbert Kaiser
SYOS 1.3 Di 11:50–12:20 HS 2 Entspiegelung von Oberflächen durch plasmageätzte Nanostrukturen —

∙Ulrike Schulz
SYOS 1.4 Di 12:20–12:50 HS 2 Untersuchungen an PIAD Schichten — ∙Olaf Stenzel, Steffen Wil-

brandt, Dieter Gäbler, Norbert Kaiser, Jens Harhausen, Rüdiger
Foest, Andreas Ohl

SYOS 2.1 Di 14:00–14:30 HS 2 Diagnostik und Steuerung von PIAD-Prozessen — ∙Jens Harhausen,
Rüdiger Foest, Andreas Ohl, Dieter Gäbler, Norbert Kaiser, Olaf
Stenzel, Steffen Wilbrandt, Ralf-Peter Brinkmann, Benjamin Schrö-
der, Robert Storch, Tim Styrnoll

SYOS 2.2 Di 14:30–15:00 HS 2 Charakterisierung beschichtender Plasmen — ∙Peter Awakowicz
SYOS 2.3 Di 15:00–15:30 HS 2 Plasmadiagnostik und Prozessüberwachung mit der Multipolresonanz-

sonde — ∙Ralf Peter Brinkmann, Michael Friedrichs, Martin Lapke,
Jens Oberrath, Christian Schulz, Robert Storch, Tim Styrnoll, Pe-
ter Awakowitz, Thomas Mussenbrock, Thomas Musch, Ilona Rolfes

SYOS 2.4 Di 15:30–16:00 HS 2 Analyse des Ionenstrahlzerstäubens mittels Plasmadiagnostik —
∙Carsten Schmitz

SYOS 3.1 Di 16:30–17:00 HS 4 Design von amorphen optischen Schutzschichten mittels Multiskalen-
modellierung — ∙Thomas Frauenheim

Hauptvorträge des fachübergreifenden Symposiums SYLL
Das vollständige Programm dieses Symposiums ist unter SYLL aufgeführt.

SYLL 1.1 Mi 13:45–14:15 HS 4 Ultrashort pulsed lasers in mass production: Applications and still open
questions in fundamental physics — ∙Jens König, Andreas Michalowski

SYLL 1.2 Mi 14:15–14:45 HS 4 Ultrafast Lasers in Industrial Micromachining - Established Status and
Future Trends — ∙Dirk Sutter, Oliver Heckl, Christof Siebert

SYLL 1.3 Mi 14:45–15:15 HS 4 Laser für die Medizintechnik — ∙Martin Leitner
SYLL 1.4 Mi 15:15–15:45 HS 4 Optisch-Parametrische Verstärker hoher mittlerer Leistung für Pulse

weniger Femtosekunden Dauer — ∙Uwe Morgner, Anne Harth, Jan
Matyschok, Marcel Schultze, Tino Lang, Thomas Binhammer
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SYLL 1.5 Mi 15:45–16:15 HS 4 Faserverstärker für ultrahohe Pulsspitzen- und Durchschnittsleistungen
— ∙Tino Eidam, Sven Breitkopf, Arno Klenke, Thomas Schreiber, Jens
Limpert, Andreas Tünnermann

SYLL 2.1 Mi 16:30–17:00 HS 4 Extreme Licht Infrastruktur - Eine einzigartige EU Laser-
Forschungseinrichtung — ∙Mikhail Kalashnikov

SYLL 2.2 Mi 17:00–17:30 HS 4 High Power and High Energy Cryogenic Yb-Lasers for Soft-X-ray
Sources — ∙Franz X. Kaertner

SYLL 2.3 Mi 17:30–18:00 HS 4 A single frequency laser at 191 nm — ∙Jürgen Stuhler, Matthias
Scholz, Dmitrijs Opalevs, Wilhelm Kaenders

SYLL 2.4 Mi 18:00–18:30 HS 4 The Innoslab Laser Platform - ns to fs pulse duration at kW class output
power — ∙Dieter Hoffmann, Peter Rußbüldt, Marco Höfer, Peter
Loosen, Reinhart Poprawe

Fachsitzungen

K 1.1–1.5 Mo 14:00–15:30 HS 4 Optische Methoden und Verfahren
K 2.1–2.1 Mo 15:30–15:45 HS 4 Pulsed Power Technik
K 3.1–3.6 Mo 16:30–18:15 HS 4 Licht- und Strahlungsquellen, EUV-Quellen
K 4.1–4.5 Di 11:15–12:45 HS 4 Lasersysteme und -komponenten
K 5.1–5.8 Di 14:00–16:00 HS 4 Laserstrahlwechselwirkung und Laseranwendungen
K 6.1–6.2 Di 16:30–18:30 Poster EG Poster
K 7.1–7.4 Do 11:15–12:30 HS 4 Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung I
K 8.1–8.8 Do 14:00–16:00 HS 4 Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung II
K 9.1–9.3 Do 16:30–17:15 HS 4 Laseranwendungen und Lasermaterialbearbeitung III

Mitgliederversammlung des Fachverbands Kurzzeitphysik

Dienstag 12:45–13:15 HS 4

∙ Bericht des Vorsitzenden

∙ Wahlen

∙ Tagungsplanung

∙ Verschiedenes


